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ＢＮ薄膜は、ダイヤモンドと等価の特性（高硬度、絶縁性などの

機械的/電気的/化学的）を有し、応用分野が広く､また薄膜に対す

る要望も多い。今回、イオンプレーティング法により大型基材への

BN薄膜の形成法を開発した。

本方法により形成したＢＮ薄膜の構造をＦＴ-ＩＲ計測により判

定し、sp２結合主体のｈ－ＢＮ薄膜及びｓｐ3結合を有するｃ-ＢＮ

薄膜が「ＲＦ出力及びＡｒガス量の制御」により形成できる事を見

出した。

また、ｓｐ3結合を有する薄膜の硬度をナノインテンテーション法

により計測したところは 48Ｇ Pａ（Ｈｖ４８００）を示した。


